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２ ２２

中國における特許出願活動の動向分析

――トップ出願者を中心に――

○姜 娟（未来工学研究所）

はじめに： 
中国居住者による出願の急増は各方面から注目される。急増の原因は、中国企業の

投資及び海外直接投資の増加、特許制度の整備（ ）、各地方政府が

定めた特許出願への補助金制度（ などにあったのが指摘される。また、中国にお

ける企業の中に外国資本企業及びグループ企業の方が出願件数多いという実証研究もある

（ 。

本発表は を用い

り、中国居住者による出願件数最も多い出願者 を抽出し、彼らによる出願されたパテ

ントに対し、量、質及び技術・産業分野など多くの角度から探索し、分析する。

１． 中国国内在住する出願者の特定 
まず、世界範囲もっとも多くパテントを出願した中国居住者 を特定する。しかし、

出願者の名前は名寄せする必要がある。名寄せに関しては には二つのデータベー

スが用意されている。 で

は、 と や、 と は

同じ出願人としてみとめていない。したがって、本発表はより精確に名寄せされた

データベースを使用することにする。その結果、トップ出願者は まで絞る。

表１：中国に在住するトップ出願者

 
出願件数最も多いのは非上場の民営企業華為であり、第 位は 、第 位から第 位

まですべて大学である。表１は出願上位の企業と大学を示す。そのうち の特許の出願

者は企業であり、大学は 未満になる（図 ）。出願件数は 年前後より急激に伸びる。

（図 ）

図１： トップ出願者による出願件数の内訳

図２： トップ出願者による出願件数の時系列変化

（2） トップ出願者の外国出願状況 
特許の価値を直接図ることが難しいが、多くの国に出すほどその経済価値が高いと考え

られる。そのため、本報告は の を利用し、トップ出願者の特許の

ファミリーサイズを調べる（表 ）。そのうち カ国と カ国に出された特許の申請者は

それぞれ 及び であり、 と

カ国に出された特許の申請者は共に華為であることが分かった。

表２： トップ出願者特許のファミリーサイズ

トップ出願者による国内申請件数は に対し、もっとも出願件数の多い国は米

国、 件、しかし、国内申請量のわずか になる。

表３： 外国出願先の内訳

外国出願し始めたのは 年、当時わずか 件であるが、 年時点では 件にな

る。近年ファミリーサイズ２、つまり自国以外に他国に出した特許件数は減っているが、

二カ国、三カ国以上に出した特許件数の比率は高くなる（図３）。
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図３：ファミリーサイズの変遷

（３）米国に出願された特許 
表４は米国に出願されたトップ の申請者を示す。最も多い出願者は依然として華為で

あるに対し、第 位の清華大学以外、大学申請者の姿が消える。

表４：米国に出願した中国在住者トップ10 

 
上位 社企業と第 位の清華大学の米国出願件数の時系列変化をそれぞれ図４、５で示

す。米国特許局に最初に出願したのが清華大学であるが、 年代初頭以降、もっとも活

発したのが 、しかし、 から猛烈に追いかけ、わずか 年ぐらい、

はトップになる。 及び ともに出願件数を近年減少すると見られる一方、

は伸び続ける。そして、清華大学の出願量は一番多い時の 年でも、 件未

満である。

 
図４：トップ4社による米国出願数の変遷 
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図５：清華大学による米国出願数の変遷

米国に出願された特許のファミリーサイズはもっとも多いのは であり（表５）、つまり、

米国に出した特許は別の国に出すという比率は高いことを示唆する。

表５：米国に出願された特許のファミリーサイズ

（4）技術及び産業分野 
この節では、トップ出願者が米国の特許局 に出された特許の技術、産業分野を見

てみる。

 
図６：米国に出願された特許の技術セクター 

それぞれの技術セクターへの出願件数の内訳は図６で示される。電気工学は全体の

以上を占めた。技術領域に分けてみると、主にデジタル通信技術、コンピューター技術及

び遠隔通信などに集中している（図７）。
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図７：米国に出願された特許の技術領域 

 
産業セクターを分けてみると、通信設備の製造、コンピューター及び周辺設備の製造に

集中している（表６）。
表６：米国に出願された特許の産業領域 

 
結び： 

本報告は を用いり、出願数最も多い中国に在住した出願者の出願状況を調べる。

この探索研究を通じて、中国トップ出願者の特徴及び傾向、特許の質及び関連技術、産業

領域を把握することができると考えられる。




